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Abstract (en)
[origin: WO8103628A1] A process for forming a defect-free photomask consisting of an opaque layer overlying a transparent substrate or for
repairing transparent defects in an opaque layer (chromium film) overlying a transparent substrate which process comprises applying a coating
material (coating material) which absorbs radiant energy to the surface of the substrate, directing a beam of radiant energy (laser) through the
substrate onto the coating material at points to be made opaque so as to fuse the coating material and the substrate at their interface thereby
forming an opaque layer (treated area) on said substrate, and removing from the surface the unfused coating material (residue).

Abstract (fr)
Procede de formation d'un photomasque sans defaut consistant en une couche opaque recouvrant un substrat transparent ou de reparation de
defauts transparents dans une couche opaque (film de chrome) recouvrant un substrat transparent, lequel procede consiste a appliquer un materiau
d'enrobage (materiau d'enrobage) qui absorbe I'energie radiante sur la surface du substrat, a diriger un rayon d'energie radiante (laser) au travers
du substrat sur le materiau d'enrobage en des points devant etre rendus opaques de maniere a fusionner le materiau d'enrobage et le substrat
au niveau de leur interface pour former une couche opaque (region traitee) sur ce substrat, et enlever de la surface le materiau d'enrobage non
fusionne (residu).
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